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1. Introduction 

タングステン(W)は、ITERのダイバータ部で

使用が検討されているが、その脆性に問題があ

ることが指摘されている。脆性改善のために、

様々な先進W系材料が研究開発されており、そ

の中の一つにTFGR W (Toughened Fine-Grained 

Recrystallized Tungsten)が挙げられる[1]。 

水素同位体照射によるTFGR Wの表面形態変

化や水素同位体吸蔵に関する研究は、数多く行

われている。先行研究[2]にて、純Wに比べ、ブ

リスタは小さく、重水素(D)吸蔵量が多いことが

分かっており、TFGR W中の微細組織や添加物

が影響を与えていると考えられている。これは、

組織制御によりTFGR Wの表面形態変化及び水

素同位体吸蔵を制御できる可能性を提示して

おり、その解明は極めて重要である。 

本研究では、製造方法をわずかに変えること

で組織制御された複数のTFGR Wを用いて、微

量含有元素の割合や微細組織の違いが、表面形態

変化や水素同位体吸蔵に与える影響を調べた。 

 

2. Experimental 

製造過程の条件(熱間等方圧加圧法の有無等)

を変えて、TFGR Wの微量含有元素の割合や微

細組織を変化させた、TFGR W試料を使用した。 

Dイオンの照射は、カリフォルニア大学

(UCSD)のPISCES-Aで行われ、低エネルギー(55 

eV)、高粒子束(～1×10
22

 m
-2

s
-1

)のプラズマに試

料を曝露した。フルエンスは2×10
25

 m
-2で、照

射温度は573Kで行った。 

表面形態の観察はSEMで、D吸蔵量の測定は

TDSで行った。 

3. Results 

図1に、D照射後のTFGR W試料の表面形態を

SEMで観察した結果を示す。図中の全ての試料

表面でブリスタの発生が確認できたが、その密

度は試料に依って異なる。添加物TaCを2.2wt%

含む試料の場合(図1(a))、ブリスタの密度は2.4

×10
-3

 µm
-2であるが、3.3wt%含む試料(図1(b))

では5.6×10
-3

 µm
-2と2倍程度高い。また、添加

物TiCを含む試料の場合(図1(c))は2.8×10
-3

 µm
-2

であるが、熱間等方圧加圧法(HIP)を1 Gpaの超

高圧で行った試料(図1(d))については2.6×10
-4

 

µm
-2であり、ブリスタ発生の抑制が確認できた。 

 発表では、D吸蔵量の結果を発表し、TFGR W

中の微量含有元素の割合や微細組織の違いが水

素同位体挙動に与える影響について議論する。 

 

 
図1  D照射後のTFGR W試料表面のブリスタ 
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